
要 約 書

チャンバー内でプロセスガスを用いて処理を行う際に、プロセスガスの上流側への

逆流による不具合を有効に抑制できるガス処理装置を提供する。試料が処理される処

理室へガスを供給するガス供給装置は、パージ用ガスと処理用ガスを含む複数種のガ

スのガス源の各々に接続されたポートと、前記ポートから供給された前記複数種のガ

スの各々が合流して流れる集合配管とを備え、前記パージ用ガスのガス源に接続され

たポートから供給されたガスが流れるガス流路が前記集合配管の最上流側に形成され

ている。
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